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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタを備えた基板と、前記基板上に形成された複数の第１電極と、前記第
１電極の端部を覆い、前記複数の第１電極を異なった複数の画素に区画する隔壁と、発光
層を含む複数の層からなる発光媒体層と、前記複数の画素の全面を覆うように前記発光媒
体層上に形成された第２電極とを備え、
前記発光媒体層は、
少なくとも前記複数の第１電極上に形成された正孔輸送層と、
前記正孔輸送層上に形成されたストライプ状のインターレイヤと、
前記インターレイヤ上に形成されたストライプ状の発光層と、
を有し、
前記インターレイヤと前記発光層が互いに直交するように配置されていることを特徴とす
る有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記正孔輸送層が前記発光層と直交するストライプ状に形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項３】
　薄膜トランジスタを備えた基板と、前記基板上に形成された複数の第１電極と、前記第
１電極の端部を覆い、前記複数の第１電極を異なった複数の画素に区画する隔壁と、発光
層を含む複数の層からなる発光媒体層と、前記複数の画素の全面を覆うように前記発光媒
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体層上に形成された第２電極とを備え、
前記発光媒体層は、
少なくとも前記複数の第１電極上に形成されたストライプ状の正孔輸送層と、
前記正孔輸送層上に前記複数の画素の全面を覆うように形成されたインターレイヤと、
前記インターレイヤ上に形成されたストライプ状の発光層と、
を有し、
前記正孔輸送層と前記発光層が互いに直交するように配置されていることを特徴とする有
機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項４】
　薄膜トランジスタが備えられ、前記基板上に形成された複数の第１電極と、前記第１電
極の端部を覆い、前記複数の第１電極を異なった複数の画素に区画する複数の隔壁を形成
した基板に、発光層を含む複数の層からなる発光媒体層と、前記複数の画素の全面を覆う
ように第２電極を形成する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法であって、
発光媒体層の第一の層をストライプ状に基板上に形成する工程と、
発光媒体層の第二の層を前記第一の層と直交するようにストライプ状に基板上に形成する
工程と、
を有し、
前記第一の層および前記第二の層を凸版印刷法によりストライプ状に形成することを特徴
とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法に関し、特に複数の層よりな
る発光媒体層が画素内にのみ形成されることで、駆動電圧を低下させ発光効率を向上させ
たままクロストークを抑えることができる有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、二つの対向する電極の間に有機発光材料からなる発光層が形成され、
発光層に電流を流すことで発光させるものであるが、効率よくかつ信頼性のある素子を作
製するには発光層の膜厚が重要である。これを用いてカラーディスプレイ化するには高精
細にパターニングする必要がある。
【０００３】
　発光層を形成する有機発光材料には、低分子材料と高分子材料とがあり、一般に低分子
材料は真空蒸着法などにより薄膜形成し、このときに微細パターンのマスクを用いてパタ
ーニングするが、この方法では基板が大型化すればするほどパターニング精度が出にくい
という問題がある。また真空中で成膜するためにスループットが悪いという問題がある。
【０００４】
　そこで、最近では高分子材料を溶剤に溶かして塗工液にし、これをウェットコーティン
グ法で薄膜形成する方法が試みられるようになってきている。高分子材料の塗液を用いて
ウェットコーティング法で発光層を含む発光媒体層を形成する場合の層構成は、陽極側か
ら正孔輸送層、発光層と積層する２層構成が一般的である。このとき、発光層はカラーパ
ネル化するために赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれの発光色をもつ有機発光材料
を溶剤中に溶解または安定して分散してなる有機発光インキを用いて塗り分ける必要があ
る。
【０００５】
　しかし低分子材料、高分子材料のいずれの有機発光材料を用いた場合においても、一般
的に発光材料以外は塗り分けを行わないので、図５へ示すようにすべての色で共通層とし
てベタの膜を成膜すればよく、高精細なパターニングの必要が無い。そこで発光層以外の
層としてポリマーをウェットコーティング法で成膜したり、低分子有機材料を真空蒸着法
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を用いて成膜したり、無機物を真空蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法（化学蒸着法）
やその他の成膜方法で成膜することができる。このとき、駆動電圧を低減させるために導
電率の高い無機物の膜を成膜すると隣接画素や本来発光することのない画素間の無機物の
膜中に電流がリークしてしまう。電流がリークすることによって画素間スペースや隣接画
素が発光してしまうというクロストークの問題があった。
【０００６】
　この問題に対し、導電率の低い材料を用いることにより電流リークを抑えてクロストー
クを防ぐことができるが、陽極からのホールの流入量の低下による発光効率の低下や、駆
動電圧が高くなることにより、電力が高くなる問題があった。また、無機物の膜厚を薄く
することによって膜抵抗を抑えることができるが、無機物の膜厚を薄くすることによって
ＥＬがショートしやすくなってしまい、製品の歩留まりが低下するという問題があった。
【０００７】
　特許文献１には、電流リークを抑える技術として隔壁上に成膜された膜をＵＶで処理す
ることによって膜質を変化させることが開示されている。しかし、主に有機材料の正孔輸
送層に有効でかつ、工程が煩雑になるという問題があった。
【０００８】
　図７に示すように、従来の有機ＥＬディスプレイパネルは、陽極上に例えば無機物の正
孔輸送層、対向電極が形成されている。この内、無機物の正孔輸送性材料からなる正孔輸
送層を表示領域上に成膜する際に、真空蒸着法、スパッタリング法またはＣＶＤ法などを
用いてパターン成膜されるが、駆動電圧を低減させるために導電率の高い無機物の正孔輸
送層の膜をベタで成膜すると隣接画素や本来発光することのない画素間にも無機物の正孔
輸送層の膜中をリーク電流が流れてしまい画素間スペースや隣接画素が発光してしまうと
いうクロストークの問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－１５８４３６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、発光層を含む複数の発光媒体層を有する有機ＥＬディスプレイパネル及びそ
の製造方法に関し、素子の駆動電圧を低下させ発光効率を向上させたままクロストークを
抑えることができる有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
有機ＥＬディスプレイパネルの発明として、本発明の請求項１に係る発明は、薄膜トラン
ジスタを備えた基板と、前記基板上に形成された複数の第１電極と、前記第１電極の端部
を覆い、前記複数の第１電極を異なった複数の画素に区画する隔壁と、発光層を含む複数
の層からなる発光媒体層と、前記複数の画素の全面を覆うように前記発光媒体層上に形成
された第２電極とを備え、前記発光媒体層は、少なくとも前記複数の第１電極上に形成さ
れた正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に形成されたストライプ状のインターレイヤと、前
記インターレイヤ上に形成されたストライプ状の発光層と、を有し、前記インターレイヤ
と前記発光層が互いに直交するように配置されていることを特徴とする有機ＥＬディスプ
レイパネルとしたものである。
本発明の請求項２に係る発明は、前記正孔輸送層が前記発光層と直交するストライプ状に
形成されていることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルとしたも
のである。
本発明の請求項３に係る発明は、薄膜トランジスタを備えた基板と、前記基板上に形成さ
れた複数の第１電極と、前記第１電極の端部を覆い、前記複数の第１電極を異なった複数
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の画素に区画する隔壁と、発光層を含む複数の層からなる発光媒体層と、前記複数の画素
の全面を覆うように前記発光媒体層上に形成された第２電極とを備え、前記発光媒体層は
、少なくとも前記複数の第１電極上に形成されたストライプ状の正孔輸送層と、前記正孔
輸送層上に前記複数の画素の全面を覆うように形成されたインターレイヤと、前記インタ
ーレイヤ上に形成されたストライプ状の発光層と、を有し、前記正孔輸送層と前記発光層
が互いに直交するように配置されていることを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルと
したものである。
 
【００１２】
有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法の発明として、本発明の請求項４に係わる発明は
、薄膜トランジスタが備えられ、前記基板上に形成された複数の第１電極と、前記第１電
極の端部を覆い、前記複数の第１電極を異なった複数の画素に区画する複数の隔壁を形成
した基板に、発光層を含む複数の層からなる発光媒体層と、前記複数の画素の全面を覆う
ように第２電極を形成する有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法であって、発光媒体層
の第一の層をストライプ状に基板上に形成する工程と、発光媒体層の第二の層を前記第一
の層と直交するようにストライプ状に基板上に形成する工程と、を有し、前記第一の層お
よび前記第二の層を凸版印刷法によりストライプ状に形成することを特徴とする有機ＥＬ
ディスプレイパネルの製造方法としたものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、二つの発光媒体層がストライプ形状で互いに直交するように形成され
ていることで、当該発光媒体層は互いに画素内でのみ重なり合うことから、駆動電圧を低
下させ発光効率を向上させたままクロストークを抑えることができる有機ＥＬディスプレ
イパネルとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルの概略断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るＴＦＴ付き基板の概略断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルの概略斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルの概略斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置の概略図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルの概略斜視図である。
【図７】従来の有機ＥＬ素子の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。実施の形態におい
て、同一構成要素には同一符号を付け、実施の形態の間において重複する説明は省略する
。
【００１６】
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１００は、
薄膜トランジスタ（以下、単に「ＴＦＴ」という場合がある。）を備えた基板１５と、画
素毎に薄膜トランジスタを備えた画素電極１３と、画素電極１３を区画し形成された隔壁
１４と、画素電極１３の上方に形成された発光媒体層と、発光媒体層の上方に形成された
対向電極３とを備えている。ここで、発光媒体層は、例えば正孔輸送層１とインターレイ
ヤ（図示せず）と発光層２とを備えている。
【００１７】
　図２に示すように、本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）付き基板１
５は、支持体５、活性層６、ゲート電極８、ゲート絶縁膜７、ドレイン電極１０、ソース
電極１２、層間絶縁膜９、走査線１１を備えている。さらに画素電極１３及び隔壁１４を
備えている。
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【００１８】
［ＴＦＴ付き基板］
　図２に示すように、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１００に用
いる基板（バックプレーン）には、ＴＦＴと有機ＥＬディスプレイパネル１００の画素電
極１３（第１電極）とが設けられており、かつ、ＴＦＴと画素電極１３とが電気的に接続
されている。
【００１９】
　ＴＦＴや、その上方に構成されるアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパ
ネル１００は支持体５で支持される。支持体５としては機械的強度、絶縁性を有し寸法安
定性に優れた支持体５であれば如何なる材料も使用することができる。
【００２０】
　支持体５の材料は、例えば、ガラスや石英、ポリプロピレン、ポリエーテルサルフォン
、ポリカーボネート、シクロオレフィンポリマー、ポリアリレート、ポリアミド、ポリメ
チルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のプラ
スチックフィルムやシート、または、これらプラスチックフィルムやシートに酸化珪素、
酸化アルミニウム等の金属酸化物や、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化
物、窒化珪素、窒化アルミニウムなどの金属窒化物、酸窒化珪素などの金属酸窒化物、ア
クリル樹脂やエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂などの高分子樹脂膜を単
層もしくは積層させた透光性基材や、アルミニウムやステンレスなどの金属箔、シート、
板や、プラスチックフィルムやシートにアルミニウム、銅、ニッケル、ステンレスなどの
金属膜を積層させた非透光性基材などを用いることができるが本発明ではこれらに限定さ
れるわけではない。
【００２１】
　有機ＥＬディスプレイパネル１００の光取出しをどちらの面から行うかに応じて支持体
５の透光性を選択すればよい。これらの材料を有する支持体５は、有機ＥＬディスプレイ
パネル１００内への水分の侵入を避けるために、無機膜を形成したり、フッ素樹脂を塗布
したりして、防湿処理や疎水性処理を施してあることが好ましい。特に、発光媒体層２５
への水分の侵入を避けるために、支持体５における含水率及びガス透過係数を小さくする
ことが好ましい。
【００２２】
　支持体５上に設ける薄膜トランジスタは、公知の薄膜トランジスタを用いることができ
る。具体的には、主として、ソース／ドレイン領域１０、１２及びチャネル領域が形成さ
れる活性層６、ゲート絶縁膜７及びゲート電極８から構成される薄膜トランジスタが挙げ
られる。薄膜トランジスタの構造としては、特に限定されるものではなく、例えば、スタ
ガ型、逆スタガ型、トップゲート型、コプレーナ型等が挙げられる。
【００２３】
　活性層６は、特に限定されるものではなく、例えば、非晶質シリコン、多結晶シリコン
、微結晶シリコン、セレン化カドミウム等の無機半導体材料又はチオフエンオリゴマー、
ポリ（ｐ－フェリレンビニレン）等の有機半導体材料により形成することができる。
【００２４】
　これらの活性層６は、例えば、アモルファスシリコンをプラズマＣＶＤ法により積層し
、イオンドーピングする方法、ＳｉＨ４ガスを用いてＬＰＣＶＤ法（減圧化学気相堆積法
）によりアモルファスシリコンを形成し、固相成長法によりアモルファスシリコンを結晶
化してポリシリコンを得た後、イオン打ち込み法によりイオンドーピングする方法、Ｓｉ
２Ｈ６ガスを用いてＬＰＣＶＤ法により、また、ＳｉＨ４ガスを用いてＰＥＣＶＤ法（プ
ラズマ援用化学気相堆積法）によりアモルファスシリコンを形成し、エキシマレーザ等の
レーザによりアニールし、アモルファスシリコンを結晶化してポリシリコンを得た後、イ
オンドーピング法によりイオンドーピングする方法（低温プロセス）、減圧ＣＶＤ法又は
ＬＰＣＶＤ法によりポリシリコンを積層し、１０００℃以上で熱酸化してゲート絶縁膜７
を形成し、その上にｎ＋ポリシリコンのゲート電極８を形成し、その後、イオン打ち込み
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法によりイオンドーピングする方法（高温プロセス）等が挙げられる。
【００２５】
　ゲート絶縁膜７としては、通常、ゲート絶縁膜７として使用されているものを用いるこ
とができ、例えば、ＰＥＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法等により形成されたＳｉＯ２、ポリシリ
コン膜を熱酸化して得られるＳｉＯ２等を用いることができる。
【００２６】
　ゲート電極８としては、通常、ゲート電極８として使用されているものを用いることが
でき、例えば、アルミニウム、銅等の金属、チタン、タンタル、タングステン等の高融点
金属、ポリシリコン、高融点金属のシリサイド、ポリサイド等が挙げられるが本発明では
これらに限定されるわけではない。
【００２７】
　薄膜トランジスタは、シングルゲート構造、ダブルゲート構造、ゲート電極が３つ以上
のマルチゲート構造であってもよい。また、ＬＤＤ構造、オフセット構造を有していても
よい。さらに、１つの画素中に２つ以上の薄膜トランジスタが配置されていてもよい。
【００２８】
　本発明は、薄膜トランジスタが有機ＥＬ表示装置１００のスイッチング素子として機能
するように接続される必要があり、薄膜トランジスタのドレイン電極１０と有機ＥＬディ
スプレイパネル１００の画素電極１３とが電気的に接続されている。
【００２９】
［画素電極］
　図１及び図２に示すように、本発明の実施の形態に係る第１電極である画素電極１３は
、ＴＦＴ付き基板１５の上に成膜され、必要に応じてパターニングをおこなう。本発明の
実施の形態において画素電極１３は隔壁１４によって区画され、各画素に対応した画素電
極１３となる。画素電極１３の材料としては、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物）やイ
ンジウム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合酸化物や、金、白
金などの金属材料や、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂やアクリル樹
脂などに分散した微粒子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれも使用することが
できる。
【００３０】
　画素電極１３を陽極とする場合にはＩＴＯなど仕事関数の高い材料を選択することが好
ましい。下方から光を取り出す、いわゆるボトムエミッション構造の場合は透光性のある
材料を選択する必要がある。必要に応じて、画素電極１３の配線抵抗を低くするために、
銅やアルミニウムなどの金属材料を補助電極として併設してもよい。
【００３１】
　画素電極１３の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法
、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの乾式成膜法や、グラ
ビア印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜法などを用いることができるが本発明では
これらに限定されるわけではない。
【００３２】
　画素電極１３のパターニング方法としては、材料や成膜方法に応じて、マスク蒸着法、
フォトリソグラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法などの既存のパター
ニング法を用いることができる。基板としてＴＦＴを形成した物を用いる場合は下層の画
素に対応して導通を図ることができるように形成する。
【００３３】
［隔壁］
　図１及び図２に示すように、本発明の実施の形態に係る隔壁１４は、画素に対応した発
光領域を区画するように形成する。画素電極１３の端部を覆うように形成するのが好まし
い（図２参照）。一般的にアクティブマトリクス駆動型のディスプレイパネルは各画素に
対して画素電極１３が形成され、それぞれの画素ができるだけ広い面積を占有しようとす
るため、画素電極１３の端部を覆うように形成される隔壁１４の最も好ましい形状は各画
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素電極１３を最短距離で区切る格子状を基本とする。
【００３４】
　隔壁１４の形成方法としては、画素電極１３上に無機膜を一様に形成し、レジストでマ
スキングした後、ドライエッチングを行う方法や、画素電極１３上に感光性樹脂を積層し
、フォトリソグラフィイ法により所定のパターンとする方法が挙げられる。必要に応じて
撥液剤を添加したり、プラズマやＵＶを照射したりして形成後にインクに対する撥液性を
付与することも出来る。
【００３５】
　隔壁１４の好ましい高さは０．１μｍ以上１０μｍ以下であり、より好ましくは０．５
μｍ～２μｍ程度である。１０μｍより高すぎると対向電極３の形成及び封止を妨げ、０
．１μｍ以下であると画素電極１３の端部を覆いきれない、あるいは発光媒体層２５を形
成する際に隣接する画素とショートしたり混色したりしてしまうからである。
【００３６】
［発光媒体層］
　図１に示すように隔壁１４形成後に発光媒体層４を形成する。本発明の有機ＥＬディス
プレイパネルは、発光媒体層として、発光層を含む複数の層が積層される。これら発光媒
体層は、好ましくは正孔輸送層および発光層を含む。また、必要に応じてこれ以外にも電
荷注入層、電荷ブロック層、電荷輸送層として機能する層を発光媒体層として設けても良
い。陰極と発光層の間に積層されるものは正孔注入層、電子ブロック層、正孔輸送層であ
り、発光層と陽極の間に形成されるものは正孔ブロック層、電子注入層、電子輸送層であ
る。これらは複数層積層しても良く、また一つの層が二以上の機能を有するようにしても
良い。電荷注入層、電荷ブロック層、電荷輸送層は後述するようにそれぞれ材料に合わせ
て積層方法を適宜選択することができるが、特に無機物からなる材料を選択することで、
熱安定性や耐性に優れたより安定した有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００３７】
　図３及び図４に、本発明における発光媒体層の積層構造の例を示した。本発明では、少
なくとも発光媒体層の二つの層が画素上でストライプ状に形成され、かつその二つのスト
ライプ状の層が互いに直交していることを特徴とする。図３では、正孔輸送層１及び発光
層２がストライプ状に形成され、互いに直交している。図４では、インターレイヤ２５と
、発光層２がストライプ状に形成され、互いに直交している。直交する二つの層は、図３
のように間に他の発光媒体層の一層を挟んでいてもよく、図４のように隣接する層であっ
てもよい。
【００３８】
　上記ストライプの幅は、画素の縦幅又は横幅以上であり、隣り合うストライプと重なら
なければ隣り合う画素間でのリークを妨げることができる。さらに画素幅と一致している
場合は、直交する二つの層は、画素部分でのみ重なり合うので好ましい。隣接する画素間
では発光層若しくは他の層が一層以上抜けているために、発光しない若しくは発光効率や
導電率が画素内と比べて低い状態になっているため、隣接画素や本来発光することのない
画素間スペースへの電流リークを低減し、クロストークを防ぐことができる。
【００３９】
　またストライプ状に発光媒体層の一つを、発光層とすると、各列に同色の発光層が形成
され、例えばＲ、Ｇ、Ｂの３色がそれぞれ平行に配列されたフルカラーELディスプレイパ
ネルを形成することができる。特に材料をインキ化して凸版印刷法、オフセット印刷法な
どの印刷により形成する場合には、ストライプ状に形成することにより、インキの供給量
が安定し、均一な発光媒体層を形成することができる。
【００４０】
　リーク電流の低減という点からは、電流リーク要因となる発光媒体層に本発明を適用す
ると効果的である。従って、電荷輸送層、電荷注入層、電荷ブロック層といった電流のリ
ークが大きい層をストライプ状に形成することで全面に形成した場合と比較して効果的に
リーク電流を低減させることができる。
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【００４１】
　特に、発光媒体層のうち、発光層と陽極との間に積層される電子輸送性の層と、反対側
の発光層と陰極との間に積層される正孔輸送性の層をそれぞれストライプ形状で直交させ
ることで、重なり合う領域外での導通がなくなり、効果的にリーク電流を低減させること
ができる。例えば、正孔ブロック層と電子注入層、正孔輸送層と電子輸送層、正孔輸送層
と電子ブロック層といった組み合わせで直交させることができる。
【００４２】
・正孔輸送層
　正孔輸送層１を構成する正孔輸送材料としては、ポリアニリン誘導体、ポリチオフェン
誘導体、ポリビニルカルバゾール（ＰＶＫ）誘導体、ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン）（ＰＥＤＯＴ）などが挙げられるが本発明ではこれらに限定されるわけではな
い。これらの材料は溶媒に溶解または分散させ、スピンコート法、突出コート法、ディッ
プコート法を用いて一括塗布することが出来る。また、凸版印刷法を用いることで均一で
成膜不良のないラインパターンを画素ピッチで得ることが出来る。
【００４３】
　また、正孔輸送材料として無機材料を用いる場合、無機材料としてはクロム（Ｃｒ）、
タングステン（Ｗ）、バナジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、スカンジウ
ム（Ｓｃ）、イットリウム（Ｙ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ルテニウム（Ｒｕ）
、オスミウム（Ｏｓ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ
）、カドミウム（Ｃｄ）などの酸化物、窒化物、酸窒化物を真空蒸着法を用いて形成する
ことができる。この際、任意のシャドーマスクを用いることで一括形成若しくはラインパ
ターンを得ることができる。無機物からなる正孔輸送層を設けることで、熱安定性や耐性
に優れたより安定した有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００４４】
・インターレイヤ（正孔注入層、電子ブロック層）
　正孔輸送層を形成後正孔注入および電子ブロック機能を有するインターレイヤを形成す
ることができる。前述のように、陰極（画素電極）と発光層の間に正孔注入層、電子ブロ
ック層を形成することができるが、これらをまとめてインターレイヤと呼ぶ。インターレ
イヤに用いる材料としては、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、側鎖若しくは
主鎖に芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールアミン誘導体、トリフェニ
ルジアミン誘導体などの、芳香族アミンを含むポリマーなどが挙げられるが本発明ではこ
れらに限定されるわけではない。
【００４５】
　インターレイヤの材料は溶媒に溶解または分散させ、スピンコーター等を用いた各種塗
布方法や凸版印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法等の印刷法を用いて形成される
。
【００４６】
　また、インターレイヤ材料として無機材料を用いる場合、無機材料としてはクロム（Ｃ
ｒ）、タングステン（Ｗ）、バナジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、モ
リブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、スカ
ンジウム（Ｓｃ）、イットリウム（Ｙ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ルテニウム（
Ｒｕ）、オスミウム（Ｏｓ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛
（Ｚｎ）、カドミウム（Ｃｄ）などの酸化物、窒化物、酸窒化物を真空蒸着法を用いて形
成することができる。この際、任意のシャドーマスクを用いることで一括形成若しくはラ
インパターンを得ることができる。無機物からなるインターレイヤを設けることで、熱安
定性や耐性に優れたより安定した有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００４７】
・発光層
　インターレイヤ形成後、発光層２を形成する。発光層２は電流を流すことにより発光す
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る層であり、発光層２を形成する有機発光材料は、例えばクマリン系、ペリレン系、ピラ
ン系、アンスロン系、ポルフィレン系、キナクリドン系、Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナ
クリドン系、ナフタルイミド系、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系、イリジウ
ム錯体系などの発光性色素をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカル
バゾール等の高分子中に分散させたものや、ポリアリーレン系、ポリアリーレンビニレン
系やポリフルオレン系の高分子材料が挙げられるが本発明ではこれらに限定されるわけで
はない。
【００４８】
　これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機
発光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソー
ル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの単独または
これらの混合溶媒が上げられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールといった芳香族
有機溶媒が有機発光材料の溶解性の面から好適である。また、有機発光インキには必要に
応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されてもよい。
【００４９】
　上述した高分子材料に加え、９，１０－ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロ
ネン、ペリレン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニルブタジエン、トリス（８－
キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノラート）アルミニウム錯
体、ビス（８－キノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－５－トリフルオロメチル－
８－キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５－シアノ－８－キノラート
）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キノリノラート
）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－
５－シアノー８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミ
ニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体、ビス［８－（パラ－トシ
ル）アミノキノリン］亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１，２，３，４－テトラフェニルシ
クロペンタジエン、ポリ－２，５－ジヘプチルオキシ－パラ－フェニレンビニレンなどの
低分子系発光材料が使用できる。
【００５０】
　有機発光層２の形成法としては、材料に応じて、真空蒸着法や、インクジェット印刷法
、凸版印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などのウェットコーティング法など既
存の成膜法を用いることができる。
【００５１】
・発光媒体層の形成方法
　発光媒体層の各層の形成には、上述のように材料に応じて既存の成膜法を用いることが
できるが、塗布によってストライプパターンを形成する場合には、凸版印刷法を用いるこ
とがパターン形成精度、膜厚均一性などに優れていることから好ましい。以下に発光層を
凸版印刷法で形成する具体例を示すが、他の発光媒体層各層についても同様にして形成す
ることができる。
【００５２】
　図５に示すように、有機発光材料からなる有機発光インキを、層間絶縁膜９、画素電極
１３、正孔輸送層１及びインターレイヤが形成された被印刷基板２２上にパターン印刷す
る際の凸版印刷装置２００の概略図を示した。本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置２
００は、インクタンク１６と、インキチャンバー１７と、アニロックスロール１８と、凸
版が設けられた版２０が配置された版銅２１を有している。インクタンク１６には、溶剤
で希釈された有機発光インキが収容されており、インキチャンバー１７にはインクタンク
１６より有機発光インキが送り込まれるようになっている。アニロックスロール１８はイ
ンキチャンバー１７のインキ供給部に接して回転することができる。
【００５３】
　アニロックスロール１８の回転に伴い、アニロックスロール１８表面に供給された有機
発光インキのインキ層１９は均一な膜厚に形成される。このインキ層１９のインキはアニ
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ロックスロール１８に近接して回転駆動される版胴２１に配置された版２０の凸部に転移
する。平台２３には、層間絶縁膜９、画素電極１３、正孔輸送層１及びインターレイヤが
形成された被印刷基板２２が版２０の凸部にあるインキは被印刷基板２２に対して印刷さ
れ、必要に応じて乾燥工程を経て被印刷基板２２上に発光層２が形成される。
【００５４】
　図３、図４で示すように、発光層は前述のストライプ状に形成された正孔輸送層若しく
はインターレイヤ若しくは他の正孔注入層、電子ブロック層と直交するようにストライプ
状に形成される。この際には印刷方向を、先に形成されたストライプパターンを成膜する
場合の基板の設置方向に対して、ＴＦＴ基板を９０度回転させて設置することで実現する
。
【００５５】
　発光媒体層を構成する層として発光層を形成した後、正孔ブロック層及び電子輸送層及
び電子注入層等を形成することができる。これらの機能層は、有機ＥＬディスプレイパネ
ル１００の大きさ等から任意に選択することができる。また、ストライプ状にパターン形
成する際には、発光層と直交するように形成される。
【００５６】
　正孔ブロック層および電子輸送層に用いる正孔ブロック材料および電子輸送材料として
は、一般に電子輸送材料として用いられているものであれば良く、トリアゾール系、オキ
サゾール系、オキサジアゾール系、シロール系、ボロン系等の低分子系材料を用いて真空
蒸着法による成膜が可能である。また、これらの電子輸送性材料およびこれら電子輸送材
料をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に
溶解させトルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、
酢酸ブチル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散させて電子輸送塗布液とし、印
刷法により成膜できる。
【００５７】
　電子注入層に用いる電子注入材料としては前述の電子輸送層に用いられるのと同様な材
料の他に、フッ化リチウムや酸化リチウム等のアルカリ金属やアルカリ土類金属の塩や酸
化物等をもちいて真空蒸着による成膜が可能である。また、これらの電子輸送性材料およ
びこれら電子輸送材料をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾ
ール等の高分子中に溶解させトルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン、メチ
ルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコ
ール、酢酸エチル、酢酸ブチル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散させて電子
輸送塗布液とし、印刷法により成膜できる。
【００５８】
　以上のようにして形成された発光媒体層は、発光媒体層を構成する少なくとも２つの層
が互いに直交するようにストライプ状に形成されているため、画素内のみに形成されてい
る。隣接する画素間には発光層若しくは他の層が一層以上抜けているために、発光しない
若しくは発光効率や導電率が画素内と比べて低い状態になっているため、隣接画素や本来
発光することのない画素間スペースへの電流リークを低減し、クロストークを防ぐことが
できる。
【００５９】
［対向電極］
　次に、第２電極である対向電極３を形成する（図１参照）。本発明の実施の形態に係る
対向電極３を陰極とする場合には、発光層２への電子注入効率の高い、仕事関数の低い物
質を用いることができる。具体的にはＭｇ、Ａｌ、Ｙｂ等の金属単体や、発光媒体層２５
と接する界面に電子注入層としてＬｉや酸化Ｌｉ、ＬｉＦ等の化合物を１ｎｍ程度挟んで
、安定性・導電性の高いＡｌやＣｕを積層して用いることができる。または電子注入効率
と安定性とを両立させるため、仕事関数が低いＬｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｅ
ｒ、Ｅｕ、Ｓｃ、Ｙ、Ｙｂ等の金属１種以上と、安定なＡｇ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属元素と
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の合金系
を用いることができる。具体的にはＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、ＣｕＬｉ等の合金が使用できる
が本発明ではこれらに限定されるわけではない。
【００６０】
　対向電極３の形成方法は、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性
蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法を用いることができるが本発明では
これらに限定されるわけではない。
【００６２】
［封止体］
　有機ＥＬディスプレイパネル１００としては電極間（画素電極１３と対向電極３との間
）に発光材料（発光媒体層４）を挟み、電流を流すことで発光させることができるが、有
機発光材料は大気中の水分や酸素によって容易に劣化してしまうため通常は外部と遮断す
るための封止体（図示せず）を設けることができる。封止体は例えば封止材上に樹脂層を
設けて作製することができる。
【００６３】
　封止材としては、水分や酸素の透過性が低い基材である必要がある。また、材料の一例
として、アルミナ（酸化アルミニウム）、窒化ケイ素、窒化ホウ素等のセラミックス、無
アルカリガラス、アルカリガラス等のガラス、石英、耐湿性フィルムなどを挙げることが
できるが本発明ではこれらに限定されるわけではない。
【００６４】
　耐湿性フィルムの例として、プラスチック基材の両面にＳｉＯｘをＣＶＤ法で形成した
フィルムや、透過性の小さいフィルムと吸水性のあるフィルムまたは吸水剤とを塗布した
重合体フィルムなどがあり、耐湿性フィルムの水蒸気透過率は、１０－６ｇ／ｍ２／ｄａ
ｙ以下であることが好ましい。
【００６５】
　樹脂層の材料の一例として、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂などか
らなる光硬化型接着性樹脂、熱硬化型接着性樹脂、２液硬化型接着性樹脂や、エチレンエ
チルアクリレート（ＥＥＡ）ポリマー等のアクリル系樹脂、エチレンビニルアセテート（
ＥＶＡ）等のビニル系樹脂、ポリアミド、合成ゴム等の熱可塑性樹脂や、ポリエチレンや
ポリプロピレンの酸変性物などの熱可塑性接着性樹脂を挙げることができるが本発明では
これらに限定されるわけではない。
【００６６】
　樹脂層を封止材の上に形成する方法の一例として、溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホ
ットメルト法、カレンダー法、ノズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱
ロールラミネート法などを挙げることができる。必要に応じて吸湿性や吸酸素性を有する
材料を含有させることもできる。封止材上に形成する樹脂層の厚みは、封止する有機ＥＬ
ディスプレイパネル１００の大きさや形状により任意に決定されるが、５μｍ～５００μ
ｍ程度が望ましい。なお、ここでは封止材上に樹脂層として形成したが直接有機ＥＬディ
スプレイパネル１００側に形成することもできる。
【００６７】
　最後に、有機ＥＬディスプレイパネル１００と封止体との貼り合わせを封止室で行う。
封止体を、封止材と樹脂層の２層構造とし、樹脂層に熱可塑性樹脂を使用した場合は、加
熱したロールで圧着のみ行うことが好ましい。熱硬化型接着樹脂を使用した場合は、加熱
したロールで圧着した後、さらに硬化温度で加熱硬化を行うことが好ましい。光硬化性接
着樹脂を使用した場合は、ロールで圧着した後、さらに光を照射することで硬化を行うこ
とができる。
【実施例】
【００６８】
［実施例１］
　図２に示すように、基板（ＴＦＴ付き基板１５）として、支持体５上に設けられ、スイ
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ッチング素子として機能する薄膜トランジスタと、その上方に形成された画素電極１３と
を備えたアクティブマトリクス基板を用いた。基板のサイズは２００ｍｍ×２００ｍｍで
その中に対角５インチ、画素数は３２０×２４０のディスプレイが中央に配置されている
。
【００６９】
　この基板上に設けられている画素電極１３の端部を被覆し画素を区画するような形状で
隔壁１４を形成した。隔壁１４の形成は、日本ゼオン社製ポジレジスト（商品名「ＺＷＤ
６２１６－６」）を、スピンコーター法を用いて基板全面に厚み２μｍで形成した。その
後、フォトリソグラフィ法によって幅４０μｍの隔壁１４を形成した。これによりサブピ
クセル数９６０×２４０ドット、０．１２ｍｍ×０．３６ｍｍピッチ画素領域が区画され
た。
【００７０】
　画素電極１３上に正孔輸送層１として、厚さ６５ｎｍのＰＥＤＯＴをスピンコーター法
を用いて一括パターン成膜した。
【００７１】
　その後、インターレイヤ２５の材料であるポリビニルカルバゾール誘導体を濃度０．５
％になるようにトルエンに溶解させたインキを用い、形成した基板を図５に示すように、
凸版印刷装置機２００の被印刷基板２２としてセッティングし、隔壁１４に挟まれた画素
電極１３の真上にそのラインパターンに合わせてインターレイヤを凸版印刷法で印刷を行
った。このとき３００線／インチのアニロックスロール及び水現像タイプの感光性樹脂版
を使用した。印刷、乾燥後のインターレイヤ２５の膜厚は１０ｎｍとなった。
【００７２】
　発光層２の有機発光材料であるポリフェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるように
トルエンに溶解させた有機発光インキを用い、形成した基板を図５に示すように、凸版印
刷装置機２００の被印刷基板２２としてセッティングし、隔壁１４に挟まれた画素電極１
３の真上にそのラインパターンに合わせて発光層１を凸版印刷法で印刷を行った。この際
、先に形成したインターレイヤ印刷時の基板の設置方向に対して、９０度回転させて設置
した。また、このとき１５０線／インチのアニロックスロール１８及び水現像タイプの感
光性樹脂版を使用した。印刷、乾燥後の発光層２の膜厚は８０ｎｍとなった。
【００７３】
　このようにして、図４で示す様に一括形成された正孔輸送層１上に互いに直交するスト
ライプ状に積層されたインターレイヤ２５と発光層２を有する発光媒体層４を得た。
【００７４】
　その後、電子注入層として真空蒸着法でメタルマスクを用いてカルシウム膜を発光領域
の全面に厚み２０ｎｍ成膜し、その後対向電極３として、同じメタルマスクを用いてアル
ミニウム膜１５０ｎｍ成膜した。
【００７５】
　その後、封止材としてガラス板を用いて、発光領域全てをカバーするように載せ、約９
０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス
駆動型有機ＥＬディスプレイパネル１００を駆動したところ、クロストークもなく良好に
駆動を行うことができた。
【００７６】
［実施例２］
　正孔輸送層１の正孔輸送材料を成膜する前までは実施例１と同様の手順で作製し、正孔
輸送層１として厚さ５０ｎｍの酸化モリブデンを、真空蒸着法によりシャドーマスク法で
ストライプ状にラインパターンに成膜した。
【００７７】
　その後、インターレイヤ２５をスピンコーター法を用いて全面に形成し、発光層２は実
施例１と同様の手順で先に形成した正孔輸送層と直交する様にストライプ状にパターン形
成し、図３に示すような、ライン上にパターン形成された正孔輸送層１と直交するストラ
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イプ状にパターン形成された発光層２を含む発光媒体層２５を得た。
【００７８】
　その後、電子注入層として真空蒸着法でメタルマスクを用いてカルシウム膜を発光領域
の全面に厚み２０ｎｍ成膜し、その後対向電極３として、同じメタルマスクを用いてアル
ミニウム膜を１５０ｎｍ成膜した。
【００７９】
　その後、封止材としてガラス板を用いて発光領域全てをカバーするように載せ、約９０
℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス駆
動型有機ＥＬディスプレイパネル１００を駆動したところ、クロストークもなく良好に駆
動を行うことができた。
【００８０】
［実施例３］
　正孔輸送層１の正孔輸送材料を成膜する前までは実施例１と同様の手順で作製し、正孔
輸送層１として厚さ５０ｎｍの酸化モリブデンを、真空蒸着法によりシャドーマスク法で
一括パターン成膜した。
【００８１】
　その後、インターレイヤ２５および発光層２は実施例１と同様の手順で、図４へ示すよ
うな互いに直交する様にストライプ状にパターン形成した。
【００８２】
　その後、電子注入層として真空蒸着法でメタルマスクを用いてカルシウム膜を発光領域
の全面に厚み２０ｎｍ成膜し、その後対向電極３として、同じメタルマスクを用いてアル
ミニウム膜を１５０ｎｍ成膜した。
【００８３】
　その後、封止材としてガラス板を用いて発光領域全てをカバーするように載せ、約９０
℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス駆
動型有機ＥＬディスプレイパネル１００を駆動したところ、クロストークもなく良好に駆
動を行うことができた。
【００８４】
［実施例４］
　実施例１と同様の手順で発光層２まで形成し、次にインターレイヤ２５と直交し、発光
層と平行となるように、電子注入層２６として厚さ２０ｎｍのカルシウム膜を真空蒸着法
によりシャドーマスク法でストライプ状にラインパターンに成膜した（図６）。その後対
向電極３として、メタルマスクを用いて発光領域の全面にアルミニウム膜を１５０ｎｍ成
膜した。
【００８５】
　その後、封止材としてガラス板を用いて発光領域全てをカバーするように載せ、約９０
℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス駆
動型有機ＥＬディスプレイパネル１００を駆動したところ、クロストークもなく良好に駆
動を行うことができた。
【００８６】
［比較例１］
　インターレイヤをスピンコート法で一括形成する以外は、実施例１と同様の手順でアク
ティブマトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネルを作製し、駆動したところ本来発光
しない筈の隔壁上が発光し、正常な駆動を行うことができなかった。
【００８７】
［比較例２］
　正孔輸送層を真空蒸着法により一括形成する以外は、実施例３と同様の手順でアクティ
ブマトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネルを作製し、駆動したところクロストーク
が発生し、正常な駆動を行うことができなかった。
【符号の説明】
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【００８８】
１正孔輸送層
２発光層
３対向電極層
４発光媒体層
５支持体
６活性層
７ゲート絶縁膜
８ゲート電極
９層間絶縁膜
１０　ドレイン電極
１１　走査線
１２　ソース電極
１３　画素電極
１４　隔壁
１５　ＴＦＴ付き基板
１６　インクタンク
１７　インキチャンバー
１８　アニロックスロール
１９　インキ層
２０　版
２１　版胴
２２　被印刷基板
２３　平台
２４　ＴＦＴおよび画素電極および隔壁付き基板
２５　インターレイヤ
２６　電子注入層
１００　有機ＥＬディスプレイパネル
２００　凸版印刷装置
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摘要(译)

本发明提供一种具有多个包含发光层的发光介质层的有机EL显示面板及
其制造方法，能够在降低元件的驱动电压的同时抑制串扰并提高发光效
率的有机EL显示面板，以及提供其制造方法。 覆盖第一电极的端部并将
多个第一电极分隔成不同像素的分隔壁，包括多个包括发光层2的层的发
光介质层，和形成在发光介质层上的第二电极，其中构成发光介质层的
至少两层形成为条形，并且设置成彼此正交。使其成为显示面板。 点域
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